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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成25年2月7日(2013.2.7)

【公表番号】特表2012-512330(P2012-512330A)
【公表日】平成24年5月31日(2012.5.31)
【年通号数】公開・登録公報2012-021
【出願番号】特願2011-541375(P2011-541375)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  28/00     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  18/00     (2006.01)
   Ｆ０２Ｃ   7/00     (2006.01)
   Ｆ２３Ｒ   3/42     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ   5/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ  28/00    　　　Ｂ
   Ｂ３２Ｂ  18/00    　　　Ｃ
   Ｆ０２Ｃ   7/00    　　　Ｃ
   Ｆ２３Ｒ   3/42    　　　Ｃ
   Ｆ０１Ｄ   5/28    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成24年12月12日(2012.12.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース材料（１）上の熱バリア被覆系（５）であって、下面で前記ベース材料（１）と
直接接触し、且つ、上面で第一のセラミック層（３）と直接接触するボンディングコート
層（２）を含み、且つ、被覆系の最外の熱ガスに晒される表面上に第二のセラミック層（
４）を含み、第一のセラミック層（３）は、
　ＹＴａＯ4ドープジルコニアである、６～８質量％の範囲のイットリア含有率を有する
イットリア安定化ジルコニア、
　チタニアドープジルコニア、
　およびそれらの組み合わせ、混合物、合金、配合物または多層構造
の群から選択される材料からなり、且つ、第二のセラミック層（４、４ａ、４ｂ）の材料
は、
　ＹＴａＯ4ドープジルコニア、チタニアドープジルコニア、
　スカンジア安定化ジルコニア、
　セリア含有ペロブスカイト材料、
　イットリウムアルミニウムガーネット材料、
　モナザイト材料、
　スピネル材料、
　およびそれらの組み合わせ、混合物、合金、配合物または多層構造
の群から選択され、但し、第一のセラミック層（３）がＹＴａＯ4ドープジルコニアおよ
び／またはチタニアドープジルコニアからなる場合、第二のセラミック層（４、４ａ、４
ｂ）の材料はＹＴａＯ4ドープジルコニアおよび／またはチタニアドープジルコニアから
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選択されない、被覆系。
【請求項２】
　ベース材料（１）が金属、好ましくは超合金、より好ましくはＮｉベースの超合金であ
る、請求項１に記載の被覆系。
【請求項３】
　ボンディングコート層（２）が、ＰｔＡｌベースの材料および／またはＭＣｒＡｌＲＸ
ベースの材料からなり、前記ＭがＦｅ、Ｃｏ、ＮｉまたはＣｏ／Ｎｉから選択され、前記
ＲがＹまたはＹｂから選択され、且つ、前記Ｘは随意であり、且つ好ましくはＰｔ、Ｈｆ
、Ｓｉ、Ｚｒ、Ｔａ、ＲｅおよびＲｕおよびそれらの組み合わせから選択されてよい、請
求項１または２に記載の被覆系。
【請求項４】
　第二のセラミック層（４）が、その下面で第一のセラミック層（３）と直接接触し、２
つの層（３、４）の間の界面は勾配がつけられるか、または粗い界面が提供されて、その
２つの層（３、４）の間の機械的付着を提供する、請求項１から３までのいずれか１項に
記載の被覆系。
【請求項５】
　第一並びに第二のセラミック層（４）が単層である、請求項１から４までのいずれか１
項に記載の被覆系。
【請求項６】
　第二のセラミック層（４）が、異なる組成および／または微細構造および／または相組
成の少なくとも２つのセラミック層で構成される、請求項１から５までのいずれか１項に
記載の被覆系。
【請求項７】
　ＹＴａＯ4ドープジルコニアの場合、ジルコニアは１４～１７ｍｏｌ％のＹＴａＯ4でド
ープされている；　および／または
チタニアドープジルコニアの場合、ジルコニアは４～１４ｍｏｌ％のＴｉＯ2でドープさ
れている；　および／または
セリア含有ペロブスカイト材料の場合、これはＢａＣｅＯ3および／またはＳｒＣｅＯ3か
ら選択される；　および／または
モナザイトの場合、該材料、これは随意にＴｈを含むＬａＰＯ4として選択される；　お
よび／または
スピネルの場合、該材料はＢａＹ2Ｏ4および／またはＳｒＹ2Ｏ4から選択される、
請求項１から６までのいずれか１項に記載の被覆系。
【請求項８】
　第一のセラミック層（３）が、１０～４０％の範囲、好ましくは１５～３０％の範囲の
開孔率を有する、請求項１から７までのいずれか１項に記載の被覆系。
【請求項９】
　第一のセラミック層（３）が、５０～１０００μｍの範囲、好ましくは１００～５００
μｍの範囲の厚さを有する、請求項１から８までのいずれか１項に記載の被覆系。
【請求項１０】
　第二のセラミック層（４）が、５～８０％の範囲、好ましくは５～２５％の範囲の開孔
率を有する、請求項１から９までのいずれか１項に記載の被覆系。
【請求項１１】
　第二のセラミック層（４）が、第一のセラミック層（３）との界面で、２０～８０％の
範囲、好ましくは２０～２５％の範囲の開孔率を有し、熱ガスとの界面（６）の、５～２
０％の範囲、好ましくは５～１０％の範囲の開孔率へと減少する勾配のついた開孔率を有
する、請求項１から１０までのいずれか１項に記載の被覆系。
【請求項１２】
　第二のセラミック層（４）が、３００～２０００μｍの範囲の厚さを有する、請求項１
から１１までのいずれか１項に記載の被覆系。
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【請求項１３】
　第一のセラミック層（３）の厚さが、単独の第二のセラミック層の場合、第二のセラミ
ック層（４）の厚さよりも薄く、且つ、多重の第二のセラミック層の場合、多重の第二の
セラミック層（４ａ、４ｂ）の総厚よりも薄い、請求項１から１２までのいずれか１項に
記載の被覆系。
【請求項１４】
　請求項１から１３までのいずれか１項に記載の被覆系を作製するための方法であって、
第一の段階において、ボンディングコート層（２）を金属の部品（１）に、好ましくはプ
ラズマ溶射および／または電子ビーム物理気相堆積を使用することによって適用し、第二
の段階において、第一のセラミック層（３）をボンディングコート層（２）の上に１つま
たはいくつかの段階で、好ましくは溶射、例えば大気プラズマ溶射、気相堆積、物理気相
堆積、電気泳動堆積、プラズマ溶射、電子ビーム物理気相堆積、粉末被覆、真空粉末溶射
堆積、化学堆積、レーザーアシスト堆積、イオンビームアシスト堆積から選択される方法
を使用することによって適用し、且つ、第三の段階において、第二のセラミック層（４）
またはいくつかの第二のセラミック層（４ａ、４ｂ）を第一のセラミック層（３）の上に
１つまたはいくつかの段階で適用し、随意に次に表面の保護層または保護含浸物を適用す
る、被覆系を作製するための方法。
【請求項１５】
　好ましくは請求項１４に記載の方法を使用して製造される、請求項１から１３までのい
ずれか１項に記載の被覆系を含む部品、特にガスタービンの熱ガスに晒される部品。
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